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@ Verfahren zur Erzeugung von gerasierten Abbildungen auf Oberflachen 

(g) Es vvird ain Verfahren zur Erzeugung einer Abbildung In 
einer gegebenenfslls glasierten. im wesentlichen g fatten 
Stelnmaterlaloberffache, wie tnsbesondere Stelngut- oder 
Keramikoberflache vorgeschlagen. wobei zunachst mlt Foto- 
lack eine gerasterte, zur Abbildung korrespondierende Mas- 
ks auf der Rache gebildet wird, anschlieSend die Oberfla- 
chenstruktur und damit die optlschen Eigenschaften nicht 
abgedackter FlSchenbereiche mlt einem den Fotolack ntcht 
angreifenden, chemischen Behandlungsmlttel verandert 
werden und schlieSiich der Fotolack wiedar entfernt wlrd. 
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Die Erfmdung betrifft ein Verfahren zur Erzeugung 
von gerasterten Abbildungen auf Oberfiftchen von Bo- 
denbeiagen aus Stein, Steingut oder ICeramik. 

Zur ubertragung detailgetreuer Abbildungen auf 
Steinmateria], Oias oder Metall sind versdiiedene 
Druckverfahren bekannt, die auch grOBere StQckzahlen 
problemlos bewfiltigen kfinnen, Hierbei wird jedoch le- 
diglich Farbe oder cine ahnliche Substanz auf die Obcr- 
fiache aufgebracht und daher kein dauerhaftes, witte* 
rungsbest^diges, lasungsniittelresistentes, begehbares 
Produktgeschaffea 

£s ist auch bekannt, Abbildungen mlttels dasiening 
aufzubringen. Hierbei wird zwar ein dauerhaftes Pro- 
dukt geschalfen, eine hochwertige optische DarsteUung 
ist jedoch nur mit sehr groBem Aufwand und hohen 
ICosten zu verwirklichen. Aufgrund des eiforderlichen 
Brennvorgangs kann eine Ideadtat der Abbildungen bei 
groBeren StQckzahlen nicht gewthrleistet werden. 

Weiterhin ist es bekannt, Abbildungen von hoher 
lechnischer QualilSt durch Gravieren oder Sandstrab- 
len herzustellen. Dabci isi es erforderiich» zuerst die 
Abbildung auf eme zu bearbeitende Oberfllche zu 
ubertragen und anschlieBend herauszuaxbeiten. Dies ist 
fast nur in Handarbeit m6glich. Als nachteilig ist hierbei 
anzusehen, daB ein groBer Zeit- und Kostenaufwand 
erforderlich ist 

Das Atzen von Strukturen auf Oberfiacben wie auf 
Halbieitera auch durch vorherige Abbildung der Struk- 
tur auf die OberflSche ist ebenfalls bekannt 

Docb sollen hier diskrete Strukturen, wie defmierte, 
diskrete Halbleiterbahnen auf einem isolierenden TrS- 
ger erzeugt werdeo. Eine detailgetreue photoldentische 
Abbildung unter Wahning von Grauwerten ist nicht 
mdglich. 

Weiter ist das photographische Aufbringen von 
Zeichnungen oder Graphiken auf eine mit keramischen* 
anorganischen Farbkdrpem beschichtetc Keramikplat- 
ic und anschlieBendes Einbrennen der Abbildung als 
Glasur bekannt Hierdurch kdnnen keine Photogra- 
phien mit Grauwerten ubertragen und keine Rutscife- 
stigkeit der TrSger bewirkt werden. wie dies iro (ibrigen 
fOr alle mittels HSrten oder Einbrennen erzeugten De- 
koradonengilt 

Aus der DE37 13 987A1 und der DE-PS 4 73 856 
sind Verfahren an sich bekannt, durch Photolithogra- 
phie und Atzen in OberflSchen von Stein und kerami- 
schen Materialien BUder zu erzeugea Die DE-Z Fem- 
werktechnik und Micronic, 76, 1972, Heft 7, Seiten 
326—330, zeigt phototechnische Fertigungsverfahren 
und ihrc Anwendung in der Feinwerktechnik. 

Der Erfindung Uegt die Aufgabe zugrunde, ein beson- 
ders Caches Verfahren zur Erzeugung einer rutscfa- 
hemmenden Abbildung in einer Oberfl&dbe einer Platte, 
wie einer FuBbodenplatie, und einen besonders eiofacb 
herzusteUenden Kdrper mit einer solchen rutschhem* 
menden Abbildung in seiner OberilScbe zu schaffen, 
wobei die Abbildung mSglichst hochauflSsend, dauer- 
haft, witterungsbestandig, losungsmittelresistent, in gro- 
Ber Stiickzahl reproduzierbar und audi auf unebenen 
Flachen herstelibar sein soil 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der ein- 
gangs genannten Art dadurch geldst, daB die OberflSLche 
mit einer Uchtempfrndlichen Schicht bedeckt, bildmSBig 
belichtet und entwickelt wird und anschlieBend die 
Oberflachenstruktur und damit die optischen Eigen- 
schaften der nicht abgedeckten Bildbereiche mit einem 



cbemischen Behandlungsmittel verSndert werden und 
scbhcBlich das gesamte lichtempfindliche Gemisch wie* 
der entfemt wird. 
Der Erfindung liegt also die Idee zugrunde, durch ein 
5 photolithographisches Verfahren rait anschlicfiender 
Oberfl&chenatzung durch Poren nitschfeste, gerasterte 
Abbildungen auf Oberfiacben von BodenbelSgen aus 
Stein, Steingut oder Keramik zu erzeugen, indem die 
Oberflachenstruktur der Rasierfiachen oder deren Um- 

10 gebung chemisch so verandert wird, daB sich unter* 
schiedUche optische und mechanische, insbesondere 
auch fluidmechanische Eigenschaften crgeben. Je nach 
Dichte der Rasterung kdnnen dann hellere oder dunkle* 
re Bereiche auf der FlSche erzeugt werden, die insge- 

15 samt die Abbiklung darstellen. Dabei wird insbesondere 
ausgenutzt, daB glatte und mit Poren versehene Ober- 
fiadien unterschiedlicb hell erscheinen, wobei die mit 
Porenversehenen Bereiche heller ersdieinen. 
In helien Bereichen sind die Rasterpunkte des Films 

20 grdBer (bei gieicher FlSchenlichtdurchlSssigkeit) und 
damit sind die Poren der Oberflftche ebenfaUs grdBer, 
zwischenihnen verbleiben geringere Glasurstcge^ Hier- 
durch laBt sich eine liberzeugende natflrliche Grauab- 
stufung der Abbildung erzielen. 

25 Bei Verwendung eines hericiSmmlichen Films, wenn 
auch mit Grauwerten, kfinnten diese aber nicht getreu 
auf den Bodenbelag Qbertragen werden, da bis zu einem 
bestimmten Grenzwertder Photolack IdsJich wQrde und 
ab diesem Wert tuildslich bliebe, so daB das geitzte Bild 

30 mit scharfen "Schwarz/WeiB''-Obergangen behaftet wft- 
re. 

Das die Oberflachenstruktur verandemde Behand- 
lungsmittel soil zwar mOglichst nur die Oberfliche des 
zu bearbeitenden Materials ver^dem und keinen zu 

35 groBen Materialabtrag hervorrufen, da sonst die Dauer- 
haltbarkeit der AbbDdung verringert und eine beson- 
ders feine Rasterung, also eine hohe Auflfisung, verhin- 
dert wird, dennoch aber nicht nur eine oberfiachliche 
Aufrauhungbewirken. Da keine Farbe oder derglcichen 

40 aufgetragen wird, wird die Haitbarkeit der Abbildung 
im wesentlichen durch die Festigkeit des bearbeiteien 
Materials bestimmt Derartig hergestellte Abbildungen 
dgnen sich insbesondere fOr FuBb6den und Wfinde im 
Innen- wie im Auflenbereich. Das Verfahren ist sehr 

45 einfach auszufOhren und kann daher insbesondere auc^ 
stadon&r bei der HersteUung von Steinen und Fliesen 
Oder auch vor Ort auf schon bestehenden, beispielswei- 
se steinverkleideten Wftnden oder verlegten B6den an- 
gewandt werden. Dabei kann eine groBc Bodenfl^che 

50 mit einem Photo versehen werden, indem der Boden 
zun^chst mit Lack beschichtet wird, anschlieOend eine 
Bclichtung mit groBcr VcrgrSBerung erfolgt, die lOsii- 
chen Lac^estandteile ausgewaschen, anschlieBend der 
Atzvorgang vorgenommen wird und schlieBiich die 

55 Restladkbestandteile entfemt werdea 

Durch das erfmdungsgemaBe Verfahren werden glat- 
te, poHerte oder glasierte Bftden in Verbindung mit ei- 
ner ansprechenden optischen Gestaltung dauerhaft 
rutschfest gemacht Die Rutschfestigkeit wird dadurch 

60 erreicht, daB die belichtete Lackbeschichtung Raster- 
punkte freilaBt, im Bereich derer das Atzmittcl die 
Steinoberfiache wirksam und tief angreif en kann, so daB 
nicht nur eine oberfl&chlicbe Aufrauhung bewirkt wird, 
die praktisch keine Rutschfestigkeit bei Feuchtigkeit be- 
es wh-ken wOrde: Durch die Erfindung erfolgt bei Auftre- 
ten auf die Poren em Herausdrflngen von Feuchtigkeit 
aus diesen, beim L6sen des Schuhs oder FuBes entsteht 
ui den Poren em Unterdruck, was eine gute Rutschhem- 
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mung bewirkt vorgang Oder etwas aimliches entfallt und die optische 

Durch die Enmdung wird daher erstmals ein rutsch- Ofoertragung der gerasterten Abbildung in einer zu be- 

hemmender BodenbeUg durch und mit einer detailge- arbeitenden OberflSche einfacb zu reproduzferen ist 

treuen photoidentischen Abbildung, die volie Nacbfolgend wird die Erfindung anhand der Zeich- 
"Grauabstu/ung" aufweist, gesciiaffea Die Abbildung $ nung nSiier erl^utert: 

erfolgt nicht durch Schaffung ernes dreidimensionalen Fig. 1 einePrinzipskizzeder Masitenherstellung; 

Reliefs, sondem durch unterschiedlich groBe, durch At- Fig. 2 aine vergrdBerte Skizze einer bearbeiteten 

zen gebildete Rasterpunktc. Oberilache; 

Ein eiofacber Yei^Fahrensablauf ergibt sich dadurch. Fig. 3 eine gem^ der Erfindung auf eine Riese aufge- 
da6 zur Bildung der Maske zun^chst die Fl^he mit lo braditeAbbUdung;und 

Fotolack beschichtet, dieser mit der gerasterten Abbil- Fig. 4 eine Abbildung auf einer Fliese aufgrund Be- 

dung belichtet wird und anschUe&end beiichteten lichtungmittelseinesherkommljchen Films. 

FlSdienberelche des Fotolacks chemisch entfemt wer- Fig. 1 zeigt, wie mit einer UV-Lampe eine Vorlage 2, 

den. ein punktgerasterter Uihographie-Fam, mit Hilf e einer 

Bevorzugt wird dabei bildmaBig durch eine geraster- 15 Optik3 auf eine rait Fotolack 4 beschichtete Steinpiatte 

te Vorlage belichtet und das Bild mittels einer Optik 5,wic eine Bodenfliese.abgebildei wird 

abgebiidcL So kann damit in einfacher Weise eine Ab- ZunSchst wird hierzu der abzubildende Gegenstand 

bildung beliebiger Gr6Be erzeugt werden, bis zu einer miteinem iiblichen Schwarz-WeiB-Filra photographiert. 

grafleren Bodenflache. wobei die GroBe durch die Op- AnschJieBend erfolgt ein Cberkopieren — sei es mittels 

tik bestimmt wird Des weiteren ist es damit audi sehr 20 eines VergrdQeningsgerates, sti es im Direktkomaki- 

leicht mogiich, eine AbbOdung auf einer nicht ebenen* verfahren — auf einen Uthographie- Oder Strichfilm 

insbesottdere geweliten, Fiache zu erzcugen. unter Zwischeriiage eines Rasters oder wner Matrix, bei 

Alternativ ist es auch rodglich, daB eine gerastene dein die GroBc der durch die Belichtung erzeugten Ra- 

Vorlage direkt auf die beschichcete ObenlSche gelegt sterpunkte von dem Grauwert des Ausgangsfihns ab- 

und dann belichtet wird Erne Optik ist hier nicht erfor- 25 hingt je heiler dieser, desto grdBer die lichtdurchlassi- 

derlich und so ergibt sich ein besonders preiswertes, gen Rasterpunktc des Lithographie-Films, desto dunner 

einfach durchzuffihrendes Direktbelichtungsverfahren. die zwischen diesen verbliebenen Stege, und daher auch 

Bevorzugt wird ein punktgerasterter Lithographic- desto grdSer die gesamte Lichtdurchiassigkeit des Fihns 

Fiim ais Voriage verwendet Damit lassen sich sehr ein- an dieser Stelle. Jeder Rasterpunkt seibst weist aJs so)- 

fach hochaufldsende Vorlagen hersteilea 30 cher keine Grauwerte auf, sondem sie haben die gleich e 

Um unabhangig von Tagesiicht und ohne Verdunke- Lichtdurchllssigkeit (pro Fiacheneinheit). 

lung arbeiten zu kSnnen, ist insbesondere vorgesehen, Im dargestellten Ausffihrungsbeispiel wurde zuvor 

daB ein UV-empfmdlic^es Gemisch verwendet und &e- die Steinpiatte 5 mit einem UV-empfindlichen Fotolack 

ses mit lA^-Ucht belichtet wird. durch SprOhen, Streichen, Waizen oder ein Tauchbad 

Gerade bei der Bearbeltung eines polykristaUinen 35 aufgebracht und getrocknet AnschlieBend erfolgt die 

Materials ist es gilnstig, wenn das Behandlungsmittel un Belichtung gem^ Fig. 1 durch den belichieten und ge- 

wesentlichen selektiv nur eine Komponente des zu ver- rasierxen Uthographve-Fiim. Hierbei wird die Vorlage 2 

^demden Materials l6st. So werden dann durch das mit einem durch die Optik 3 bestimmten VergroBe- 

Behandlungsmittel, da5 zumindestens einen FluBsfiure- rungsfaktor auf dem Fotolack 4 belichtet Auch hier 

bzw. Araidosulfonsaureanteil enthSlt, ledigUch einzelne 40 kann die Dbertragung direkt durch einen aufgelegten 

Be stand telle aus der Oberflfiche herausgeiast, die Fe- Film erfoigen. So entsiehen auf dem Fotolack 4 belicb- 

stigkeit und der Zusammenhalt des bearbeiteten Mate- tete FISchen 6 und unbelichtete Flachen 7, welche als 

rials bleibt jedoch im wesentlichen erhalten. Dies ist RasterpunkteausgebildetsindNach Belichtung des Fo- 

wichtig, damit die fur hohe Aufidsungeo erforderlichen lolacks 4 werden die beh'chteten Fl^chen 6 chemisch 

kleinen Strukturen nicht zu vcrSndemder Oberfiachen* 45 entfemt Dabei bleiben die unbelichteten HSchen 7 cr- 

bereiche erhaiten bleiben und nicht auigeldst werden, halten. 

wie dies bei einem herkammlichen Atzmittel der Fall AnschlieBend wL-d die maskierte Steinpiatte 5 che- 

ware. So ist bevorzugt vorgesehen, daB das Behand- misch mit emem fluB- oder amidosulfonsaurehaltigen 

lungsmittel mikroskopisch feine Poren in nicht abge- Mittel behandelt Hierzu wird im Ausfuhrungsbeispiel 

deckten Oberfiachenbereichen erzeugt. 50 ein Mittel verwendet das weiterhin oberflSchenent- 

In Untersuchungen hat sich gezeigt, daB es. insbeson- spannende Komponcnten enthait 

dere f fir die Bearbeitung von Stein, gOnstig ist, wenn ein Fig. 2 zeigt die Steinpiatte 5 nach erfolgter Anwen- 

fluB- oder amidosulfonsfiurehaltiges Behandlungsmittel dung des Behandlungsmittels zur Verilnderung der 

verwendet wird Oberflachenstniktur der beiichtetcn RSchen S. Das Be- 

GemaB einer bevorzugten Ausgestaltung ist vorgese- 55 handJungsmittel hat mikroskopisch feine Poren 8 (im 

hen, daB ein oberflachenentspannende Komponenten Submillimeterbereich) auf den Flachen 6 erzeugt Die 

aufweisendes Behandlungsmittel verwendet wird. Hier- unbelichteten FlSchen 7 sind durch den don verbliebe- 

durch wird insbesondere in den behandelten Bereichen nen Fotolack 4 geschtitzt hier hat eine Veranderung der 

ein ungleichmSBiger, unsauberer Flacheneindruck er- Oberfiachenstruktur nicht stattgefunden. AbschlieBend 

zielt insbesondere, wenn die Abbildung auf schon ver- so wird der Fotolack 4 der Flachen 7 entfemt 

legte und begangene Flatten aufgebracht wird Ohne Die in ihrer Oberfiachenstruktur ver^nderten. also 

solche entspannenden Mittel besteht die Gefahr von mit Poren 8 versehenen FlSchenbereiche 6 wirken heller 

Streiien- und Schlierenbildung und daher eines fiachi- als die glatten, unbehandelten FlSchenbereiche 7. So 

gen Aussehens der behandelten FJ&che. werden je nach FlftchenverhlUmis unterschiedliche 

Das erfmdungsgemaBe Verfahren eignet sich bevor- ss Grauwerte erzeugt Um eine mdgUchst gute Aufl5sung 

zugt auch 2ur Erzeugung einer Vielzahl gleicher AbbiJ- zu erhalten, werden die Belichtungsstrukturen mog- 

dungen auf einer oder mehreren Flachen^ wie auch ein- lichst klein gehalten. Dabei ist es wesentlich. daB das 

zehien Fliesen. Dies ist dadurch mdglich, da ein Brenn- Behandlungsmittel die nicht zu verandemden Oberfla- 
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chenbereich, hier die Flachen 7, nicbt angreift bzw. sich 
nicht seitUch unter den schQtzenden Fotolack 4 friBt 
Daher ist es wichtig, da0 das BehandJungsmittel ledig* 
lich die OberflSche angreift und nicht in die Tiefe der 
Steinplatte 5 wirkt, wenn diese aber auch nicht nur auf- 5 
gerauht wird Dabei ergibt sich zudem der Vorteil, daU 
auf der Oberflache insgesamt keine wesentUchen Erhe- 
bungen und Vertiefungen entstehen, so daS nur ein mi- 
nimaler Abrieb bei Begehung der Steinplatte 5 erfolgt 
und die Dauerhaltbarkeit der Abbildung enisprechend lo 
hoch ist. 

Je nach Anwendung kdnnen die belichteten Fl&chen 6 
wie auch die unbeltchteten Flachen 7 als Punkte, Strei* 
fen Oder beliebige Fiachenformen ausgebildet sein. Ab- 
bildungen kdnnen auf Flachen von Steinmaterialien — 15 
wie Keramik, Steingut oder dergleichen — mit dem ge- 
nannten Verfahren hergestellt werden. Statt der im Aus- 
fuhrungsbeispiel vorgesehenen Obertragung der Vorla- 
ge 2 mit Hilfe einer Optik 3 kann auch durch Auflegen 
der Vorlage 2 auf den Fotolack 4 eine Kontaktbelich- 20 
tung durcbgefuhrt werden. Die Verwendung von UV- 
Licht gestactet eine Maskenherstellung unabbangig 
vom sichtbaren Licht SelbsrveratSndilch kann aber 
auch in einem beliebigen anderen Wellenlangenbereich 
des Lichts gearbeitet werden. 25 

Fig. 3 zeigt eine erf indungsgemSB hergestellte Abbil- 
dung auf einer Fliese, wahrend Fig. 4 eine ohne Raster 
hergestellte Abbildung zeigt Es ist erkennbar, daB die 
erfindungsgem^Be Abbildung eine wesentUch bessere 
Grauab^ung zeigt als die herk6mmliche Abbildung. 30 
Weiterhin weist erstere eine deutUch bessere Rutsch- 
hemmung auf als letztere. 

PatentansprQche 

35 

1. Verfahren zur Erzeugung von gerasterten Abbil- 
dungen auf OberflSchen von BodenbeEgen aus 
Stem, Steingut oder Keramik, bei dem die Oberfla- 
che mit einer lichtempfindlichen Schicht bedeckt, 
bildmSBig belichtet und entwickelt wird und an- ^ 
schlieBend die Oberfiachenstruktur und damit die 
optischen Eigenschaften der nicht abgedeckten 
Bildbereicbe mit einem chemischen Behandlungs- 
mittel verfindert werden und schlieBlich das ge- 
samte lichtempfindliche Gemisch wieder entfernt 45 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB bildmSBig durch eine gerasterte Vor- 
lage belichtet wird und das BiJd mittels einer Optik 
abgebildet wird, 50 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB eine gerasterte Vorlage direkt auf die 
beschichtete Oberflache gelegt und dann belichtet 
wird. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 55 
sprUche, dadurch gekennzeichnet, da0 ein punktge- 
rastertcr Uthographie-Film als Vorlage verwendet 
wird. 

5. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB ein UV- go 
empfindliches Gemisch verwendet und dieses mit 
UV-Licht belichtet wird. 

6. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
sprOche, dadurch gekennzeichnet daB das Behand- 
lungsmittel im wesentiichen selektiv nur eine Kom- 65 
ponente des zu verandemden Materials Idst 

7. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
sprQcbe, dadurch gekennzeichnet daB das Behand- 



lungsmittel mikroskopisch feine Poren in den nicht 
abgedeckten Oberflftchenbereichen erzeugt 

8. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spruche, dadurch gekennzeichnet daB ein fluBsSu- 
rehaltiges bzw. amidosulfonsSurehaltiges Behand- 
lungsmittel verwendet wird 

9. Verfahren nach einem der vorangehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet daB das Behand* 
lungsmittel eine oberflfichenaktive Verbindung 
enthait 

10. Verwendung des Verfahrens nach einem der 
vorangehenden Anspriiche zur Erzeugung einer 
detailgetreuen rucschfesten Abbildung auf Boden- 
belSgen aus Steinmaterial, Steingut oder FCeramik. 

11. Verwendung des Verfahrens nach einem der 
AnsprQche t bis 9 zur Erzeugung einer Abbildung 
beliebiger GroBe, wobei die GrSBe durch die Optik 
bestimmtwird. 

12. Verwendung des Verfahrens nach einem der 
AnsprOche 1 bis 9 zur Erzeugung einer Abbildung 
auf einer nicht ebenen, insbesondere gewellten, 
Fiache. 

13. Verwendung des Verfahrens nach einem der 
Anspriiche 1 bis 9 zur Erzeugung einer Vielzahl 
gleicher Abbildungen auf einer oder mehreren FiS- 
cben mittels lediglich einer Vorlage. 
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